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INTRODUCAO

Pesquisas na area de ética freqlientemente
requerem materiais com superficies planas e
paralelas, gerando a necessidade de
preparagado de amostras que atendam a esta
demanda. Para tanto, técnicas de polimento
destes materiais sao utlizadas para
preparacdo de amostras com a qualidade
requerida para o desenvolvimento de
pesquisas nesta area.

A primeira etapa de preparacdo das
amostras inclui o corte, que define a
geometria da amostra, e a lapidacéo, que
retira o excesso de material da superficie
gue serd polida. Estes procedimentos
preparam a superficie para 0 seu
acabamento, com gualidade Otica
necessaria para sua utilizacdo e, evitando
qgue o tempo de polimento seja
excessivamente longo.

Neste trabalho de iniciacdo cientifica foi
realizado o polimento de laminas cristalinas
de Nd:YLF, com o objetivo de utiliza-las
como parametro no crescimento de filmes
finos que poderéo futuramente ter aplicagdes
em desenvolvimento de lasers.

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo a
caracterizacdo de laminas cristalinas para
serem utilizadas como parédmetro no
crescimento de filmes finos.

METODOLOGIA

O procedimento consiste no Corte de cristal
de YLF, (figura 1), dopado de neodimio em

finas laminas (de espessura de um cm, como
pode ser observado na figura 2).

Fig. 1 — Cristal Nd:YLF

Fig. 2 —Laminas de Nd:YLF

Estas laminas séo fixadas no Jig, como é
possivel observar na figura 3. A lapidacao e
0 polimento s&o realizados em politriz
especializada para polimento de cristais.

Fig. 3—Laminas presas com cera no
disco de ferro.

RESULTADOS

Dois procedimentos foram realizados.
Inicialmente apenas uma lamina foi polida, e
posteriormente, foram polidas 6 laminas.

Homenageado 2014 — Marcello Damy Pag. 124



Ap6s o polimento, a qualidade das
superficies das amostras foram analisadas
em um microscopio Optico com aumento de
guatro vezes, para constatar o resultado [1].
Em seqguida, para verificagcdo da superficie, a
amostra foi analisada com luz
monocromatica e polarizada fazendo-se uso
de um substrato o6tico, de planicidade
determinada em AM10 para medir o desvio da
planicidade em fracdes do comprimento de
onda [2]. O resultado pode ser observado
nas figuras 4 e 5, logo abaixo:

Fig. 4. Primeiro procedimento: Franjas
de interferéncia.

Fig 5. Segundo procedimento: polimento
de 6 amostras cristalinas.

CONCLUSOES

Neste trabalho de iniciacdo cientifica foi
estudada a técnica de polimento de
superficies com qualidade Gtica. Foi obtido
éxito no trabalho, visto que as superficies
polidas apresentam qualidade ética, e estao
sendo utilizadas pelo laboratorio de
crescimento de cristais para o crescimento
de filmes finos que poderao futuramente ser
utilizados na producédo de lasers de alta
poténcia.
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